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Inleiding Hoewel chips afmetingen mogen hebben van vierkante centimeters, worden de transistoren, waaruit
de chip bestaat, kleiner en kleiner. Om deze al meer dan 40 jarige trend voort te zetten, worden nieuwe
technologien ingevoerd om zo van micro-elektronica uit te komen bij nano-elektronica. Een voorbeeld van
een zo.n nieuwe ingevoerde technologie is Atomic Layer Deposition (ALD), het stapelen van atomen. Met
behulp van deze technologie worden bij het realiseren van transitoren afmetingen tot op atoomniveau bereikt.

Opdrachtomschrijving: Het beschrijven (d.m.v. animatie) van het realisatie proces van de transistor, dit
met behulp van chemische oppervlaktereacties, Atomic Layer Deposition (ALD), gebruikmakend van een op
de Universiteit Twente home built reactorsysteem.
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